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Abstract (Aim, Use
Applications and
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SnO2からなる感ガス部を有するガスセンサを作製した．この作製では主に高密度汎
用スパッタリング装置（CFS-4ES），汎用ICPエッチング装置（CE-300I），形状・
膜厚・電気特性評価装置群（DektakXT）を使用した．

実験
Experimental

汎用ICPエッチング装置（CE-300I）を用いて，SiO2/Si基板上のPt薄膜を電子ビー
ムリソグラフィーにより形成されたレジストパターンをマスクとしてエッチングし、
Pt電極を作製した．その後，高密度汎用スパッタリング装置（CFS-4ES）を用い
てSnO2膜を製膜し，電子ビームリソグラフィーにより形成したレジストパターンを
マスクとして，汎用ICPエッチング装置（CE-300I）を用いて，感ガス部とな
るSnO2及びその下部SiO2層をエッチングし，ガスセンサ構造を作製した．なお，こ
の一連のプロセスにおいて，エッチング量は，形状・膜厚・電気特性評価装置群
（DektakXT）を用いて評価し，ガスセンサデバイスの作製を行った．

結果と考察
Results and Discussion

ガスセンサデバイスの作製結果を，Fig. 1に示す．Pt電極上にマルチリボン形
のSnO2からなる感ガス部が配置された構造となる．このように先述した加工プロセ
スにより，マルチリボン形の感ガス部を有するガスセンサの作製を達成した．多様
なガス種の計測への応用が期待される．
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Fig. 1 SnO2-based gas sensor
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